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(57) Abstract: The invention relates to a method for characterising and simulat- 
ing a CMP process, according to which a substrate to be polished, in particular a 
semiconductor wafer is pressed onto a polishing cloth and rotated in relation to the 
latter for a specified polishing period. Said method comprises the following steps: 
a) determination of a set of process parameters, in particular of the contact force 
and the relative rotational speed of the substrate and the polishing cloth; b) provi- 
sion and characterisation of a test substrate comprising test patterns with different 
structural thicknesses for the specified process parameters; c) deteimination of a 
set of model parameters for simulating the CMP process from the results of the 
characterisation of the test substrate; d) determination of layout parameters of the 
substrate to be polished; e) determination of a requirement profile relative to the 
CMP process result for the substrate to be polished; and f) simulation of the CNfP 
processes for detennining the polishing period necessary to fulfil the requirement 
profile. The invention also relates to a method for operating a test device for semi- 
conductor components. 

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Charakterisierung und Simulation 
eines CNfP-Prozesses, bei dem ein zu polierendes Substrat, insbesondere ein 
Halbleiterwafer. auf ein Poliertuch gedriickt und relativ zu diesem fur eine 
bestimmte Polierzeit rotien wird, umfaBt die Verfahrensschritte: a) Festlegen 
eines Satzes von ProzeBparametem, insbesondere von Andnickkraft und 
relativer Rotationsgeschwindigkeit von Substrat und Poliertuch, b) Bereiistellen 
und Charakterisienen eines Testsubstrats mit Tcstmusicm mit unterschiedlichen 
Strukturdichten bei den festgelegten ProzeBparametem; c) Bestimmen 
eines Satzes von Modellparametem zur Simulation des CMP-Prozesses aus 
den Ergebnissen der Charakterisierung des Testsubstrats; d) Bestimmen 
von Layoutparametem des zu polierendes Substrats; e) Festlegen eines 
Anforderungsprofils an das CNfP-ProzeBergebnis fiirdas zu polierende Substrat; 
und 0 Simulieren des CMP-Prozesses zur Bestimmung der zur Erfullung des 
Anforderungsprofls erforderlichen Polierzeit. Verfahren zum Betrieb einer 
Testvorrichtung fiir Halbleiterbauelemente. 



wo 02/052634 A2 liiOillililfilillliiiiiffiniiial 



VerOfTentlicht: Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 

— ohne imernationalen Recherchenbericht und erneut zu Abkurzungen wird auf die ErklHrungen ("Guidance Notes on 
verdffentlichen nach Erhalt des Berichis Codes and Abbreviations ") am An/ang j'eder regularen Ausgabe 

der PCT'Gazette verwiesen. 



Docket #^oiay)(6^f 

Applic. # - 

Applicant: /il ViA/TCuL^'^Ljlid 

Lerner and Greenberg, P.A. ^ oiX 

Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954) 925-1 100 Fax: (954)925-1101 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 16 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzerchen das Anmeiders cxJer Anwalls 

P 2000, 0361 WO N 


WEITERES Mittetiung Ober die Ubermlttlung des internaOonaien 

Recherchenberichtfi (Foimbtatt PCT/1 SA/220) &»n\q, soweit 
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Oleser internationaJs Recherenenberlchk wurde von der Internattonaten RecnerchenbehOrde erstsUt und wird dem Anmetder gam^ 
Amkel 18 ubermittelt 6ne Kopie wird dem Ihiemattonaten Buro Obermittelt 

Oieser iniematjoftaia Recherchenberfcht umfa/3t insgesamt 3 Blatter. 

Pn Dartiber hinaus liegt thm jeweiis etna Kopie der In diesem Bericht Qsnannten Unterlagen zum Stand der Technik be'i. 



1 . Grundlage des Benchto 

a. Hinsichtfich der Spracbe iet d)e mternationaiG Recherche aut dar Grundiage der internationaien Anmeidung In der Sprache 
durchgercjhrt worden. in der &le eingerelcht wurda, sofern unier diesem Punkt nichts anderes angegeben ISL 

rn intemationalG Recherche ifit auf der Grundlaga einer bei dar BehOrde eingeretchten Ubereetzung der intamationaien 
Anmeldung (Ragel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsicmiich der In der intemattonaien Anmekiung oftenbarten Nucleotide und/oder Aminosaureeequanz ist die internatlonaJe 
Recherctie auf der Grundiage dee Sequenzprotokotis durcbgetuhn worden. dae 

I I in der internationaien Anmeldung In Schrifliener Fonrt enthaiten ist 

zusammen mtt der in(err\ationalen Anmeldung in computerlesbarer Perm eingereicht worden iet 
bet der Behdrde nachtrdglich in schriftllcher Form eingereicht worden 1st. 
bel der Behorde nachtragilch in eomputertesbarer Form eingerelcht worden tat. 

Die Erkiarung, daf) da9 nachtrdgtich eingeretchte schrifflicha Sequenzprotokoll nicht uber den Offanbarungsgehait der 
intemat'onalen Anmeldung im Anmeidezetipunkt hinau&geht, wurde vorgaiegt. 

Die ErklSrung, daQ die In computenesbarer Form erfal3ten Informatlonen dem schrtftltchen SequenzprotOKOlt entsprechen. 
wurde vorgetegi. 
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2. Bestlmmte Ansprucha haben aich als nicht recharchierbar ervriasen (siene Petd I). 

3. Q Mangelnde EInheitfichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hineicnuich der Bezeiobnung der EiUndung 

[Xj wird der vom Anmelder eingereichte Wortiaut genehmigt. 
fn wurde der WorVaut von der Behdrde wie liolgt festgesetzt; 



Hinslchtllch der Zu^ammenfaaeung 

nri wird der vom Anmelder eingereichte Worttaut genehmigt 

!fz wurde der Wortiaut nach Reget 38^b) In der in Feld Mi angegebenen Faseung von der Behdrde restgeeeczt Der 
rj Anmelder kann der BehCrde innertiaib eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses Internationaien 
Recherchenberichts eing Steliungnahme voriegen. 

Fotgende Abblldung der Zelchnungen 1st mit der Zusammeniaesung zu verOffentltchen: Abb. Nr. 1 



pn wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

Q well der Anmelder seibfit icein Abbifdung vorg eehlagenhat. 
I I well dieae Abbitdung die Erfmdung besaer k nnzeichnet 
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WeHem verorrentiichungen smd oer Fonsel2ung von Feld C zu 



SidUe Annang Paienifamiiie 



" Besondere Kalegorfen von angegdbencn verdfTentlich unpen 

*A* VerMntiichung. dK) oen allpemBinen Siand derTechnlKdetinien. 
abdf n\m ais besondefs bedeutaam anzusdtien Isi 

*E* akaifis Ookufneni. das jodoeh eisi am Oder nach dem iniematlonaien 
Anmeldedalum verOlfemlicht worden tsT 

*L* Veroffenrachung. die geeignei tsT. einen Pnortiatsanspruch zweiteihafi er- 
scheinen ZU (assen. oder durtl) die das VerdfTdniltchungsdaium einer 
anddfdn inrt Recherchdnberlctit genannidn verCffentKchung Deiegi warden 
soil Oder die aus einem anddren Desonderan Grurvd angegeben m (wie 
ausgefuhn) 

*0* Verofrenliichung, dte sich auf efne mOndiiche OfTcnbarung, 

erne 8dnutzung, eine AussiaHurtQ oderandeie Maf^ahmen bdztcni 

'P* Vardnentichung. die vor dem Intemalionaien Anmeldddatum. aber nach 
dem beanspnJcMon PrtomatBdaium verOttentiicht worden Isi 



*T' Spalere VerOtfeniilchung. die nacn dem Intemaiionaten Anmektedatum 
Oder dem Prton dtsdaium vefOfreniucht women hsi und mn der 
Anmeidung nicnt kolfidieft, sondem nur zum Verstandnia das oer 
Erfmdung zugrundeliegenden Pnnzips oder der tnr zuorundeUegenden 
Theoha ang^^eben isT 

*X* Verdnentiicnung von besonderer Bedeuiung: die beanspruchia Ertlndung 
Kann attain aufgnrnd dkeaer VerdHaniiicnung nichi ale neu oder auf 
ontnderiacherTangNait benihend balracniet warden 

*Y' Verdffeninchung von besonderer Bddeutung; die beanspruchie Erfinoung 
kann nictit ait auf eftinderischer Tdngkett benjhend betracmei 
werden. wenn die Varonamttcnung mit einer ooer fnenreren anderen 
VerOffentltohungen droaer Karegorie in Verbindung gebrachi wird und 
diese VeitNndung fOr enen Facnmann naheliegend tsi 

*V VerOrrentUcnung. die MngHeo derselben Paientfamiye ist 
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